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Znamy réime sposoby i urzadzenia do
odparowywania lotnych skladnikéw roztwo-
réw, emulsyj i zawiesin, wedlug ktérych
przerabiang ciecz rozpyla si¢ w zamknietej
przestrzeni i w stamie zupelnego rozpyle-
nia, poddaje si¢ ja dziataniu gazowego
$rodka powodujacego parowanie, aby dzie-
ki czeSciowemu lub catkowitemu usunieciu
lotnych sktadnikéw przerabiang ciecz zage-
sci¢ lub zupelnie osuszyé.

Do takiego osuszania uzywa sie zwykle

- goracego powietrza, jakkolwiek kazdy gaz

moze tu mieé zastosowanie o ile pochtania

.parg wodng lub inne produkty parowania.

Poniewaz proces parowania odbywa si¢ tem
tatwiej, im wigksza jest powierzchnia prze-
rabianej cieczy, wiec wazne jest, aby ciecz
przez caty ciag procesu odparowywania by-
fa mozliwie drobno rozpylona. Rozpylanie

odbywa si¢ najczesciej w poziomej war-
stwie. Zaleznie od sposobu doprowadzania
$rodka odparowujacego mozna majwazniej-
sze znane metody osuszania z rozpylaniem
podzieli¢ na dwie grupy: w pierwszej wpro-
wadza si¢ $rodek odparowujacy pod katem
wzgledem warstwy rozpylonej cieczy, tak,
ze parowanie odbywa si¢ w przeciwpradzie;
w drugiej grupie umieszcza sie przerabiang
ciecz i §rodek odparowujacy w dwéch réw-
nolegltych warstwach i parowanie odbywa
si¢ najczeéciej w czasie ruchu cbu warstw
w kierunku zgodnym,

W metodach pierwszej grupy powierzch-
nia rozpylonej cieczy nie jest wielka, nato-
miast wskutek tego, ze warstwa tej cieczy
przechodzi pod katem przez prad s$rodka
cdparowujacego, poszczegbdlne czastki cie-
czy stykaja si¢ na swej drodze ciagle z no-



wemi czastkami §rodka odparowywujace-
go, co, powoduje doskonale mieszanie si¢
. oraz wydatne i szybkie parowanie.

Metody drugiej grupy maja natomiast
te zalete, ze rozposcieranie si¢ rozpylonej
cieczy odbywa si¢ w strumieniu $rodka od-
parowywujacego bez przeszkéd, a mnawet
strumier ten pomaga i reguluje wspomnia-
ne rozposcieranie si¢ cieczy, bo obydwa
strumienie plyng w jednym kierunku z jed-
nostajng predkoécia, wiec mniejsza pred-
koé¢ i mmiejsza odlegloéé¢ przelotu mniej-
szych czastek wyréwnywuje sie wzgledem
wigkszej predkosci i dalszego przelotu wigk-
szych czastek cieczy. W ten sposéb niedo-
puszcza si¢ do laczenia si¢ mniejszych kro-
pel w wieksze. Wada tych metod jest jed-
nak to, ze poszczegélne czastki rozpylonej
cieczy stykaja si¢ na calej swej drodze z
temi samemi czastkami $rodka odparowy-
wujacego, wskutek czego parowanie jest po-
wolniejsze, a catkowite wyzyskanie $rodka
cdparcwywujacego jest watpliwe, bo nie
wszystkie jego czastki dzialaja.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest
sposob, ktory nalezy do pierwszej z wymie-
nionych grup, lecz w swojem dalszem prze-
ksztalceniu Iaczy metody obu grup, wyzy-
skujac ich wspélne zalety. Spaséb podiug
wynalazku wykazuje zatem nastepujace za-
lety, mianowicie warstwa $rodka odparo-
wywujacego, zachowujac nadana sobie po-
stac¢ i kierunek ruchu, wchodzi w zetknigcie
z przerabiang ciecza zaraz po jej wyjsciu z
rozpylacza i styka sig z nig na catej drodze
przelotu i spadku, tak, ze krétki czas prze-
lotu jest catkowicie wyzyskany dla odpa-
rowywania cieczy; poza tem, $rodek odpa-
rowywujacy dziata w przeciwpradzie, przy-
czem stykanie sie i wzajemne przenikanie
czastek jest bardzo doktadne i diugotrwate,
tak, ze wyzyskanie $§rodka odparowywuija-
cego jest calkowite.

Korzyéci te osiaga sig wskutek tego, ze
ciecz rozpyla si¢ bardzo drobno pod dzia-
laniem ciénienia oraz sily odsrodkowej, a

wychodzac z pewnego punktu rozposciera
si¢ pozioma warstwe w przestrzeni parowar
nia o kolowej lub wielobocznej podstawie.
Pod te warstwe wprowadza sie w jednem
lub w kilku miejscach srodek odparowywu-
jacy i wyprowadza si¢ go ponad strefa roz-
pylania w ten sposéb, ze tworzy wirujaca
warstwe, zajmujaca caly przekréj prze-
strzeni parowania i unoszaca rozpylona

- ciecz, tak, ze czastki cieczy i $srodka odpa-

rowywujacego stykaja si¢ ze soba na catlej
drodze przelotu i spadku, przyczem droga
ta jest dluga i kreta, co umozliwia osia-
gniecie Zadanego stopnia odparowywania
lotnych skladnikéw z przerabianej cieczy.

Rysunek uwidacznia schematycznie
przyktad wykonania urzadzenia do przepro-
wadzenia nowego sposobu.

Fig. 1 jest pionowym przekrojem, a fig.
2 — widokiem zgéry po zdjeciu nakrywy.

1 oznacza cylindryczna przestrzeri osu-~
szania, wzglednie parowania, w ktérej znaj-
duje si¢ cylindryczna wstawka 2, ktéra w
goérnej czesci posiada urzadzenie do rozpy-
lania, np. odrzutnice 3, zasilana ciecza zru-
ry 4. Pod warstwa, rozpylonej cieczy miedzy
plaszczem komory 1 i wstawka 2 znajduje
sig pier§cieniowa przestrzenn. Do tej prze-
strzeni wprowadza si¢ srodek, powodujacy
parowanie, np. gorace powietrze, zapomoca
kanalow 5, ktorych osie przebiegaja wspol-
$rodkowo wzgledem pierscieniowej prze-
strzeni. Szczeliny wlotowe 6 sa poziome lub
nieco pochylone wgére, wiec latwo zrozu-
mieé, ze prad goracego powietrza bedzie
sie wznosit w pier§cieniowe]j przestrzeni $ru-
bowo wgére i wypelni caly poziomy prze-
kré6j przestrzeni parowania. $rodek odparo-
wywujacy odprowadza sie kanatem 7.

Zasadnicza, czeécia niniejszego wynalaz-
ku jest dalsze przeprowadzenie nowej me-
tody, ktéra stara sie zjednoczyé zalety obu
sposocboéw odparowywania, ‘Osiaga sie to w
ten sposéb, ze srodek odparowywujacy do-
prowadza si¢ dwojako, mianowicie, mniej-
sza ‘jego cze$¢ wchodzi rownolegle 1 w zgod-



nym kierunku pradéw do warstwy rozpylo-
nej cieczy, aby mogla wplywaé regulujaco
i pomocniczo na jej rozpoécieranie sie oraz
wspoldziala¢ przy parowaniu, podczas gdy
wieksza cze§é $rodka odparowywujacego
przenika warstwe rozpylonéj cieczy od do-
tu, Uzywa sie zatem dwéch réznie  skiero-
wanych pradéw srodka odparowywujacego.

Odbywa sie to w ten sposéb, ze odrzut-
nica, umieszczona w §rodku lub blisko §rod-
ka kolowej lub wielobocznej komory parc-
wania, rozpyla ciecz na wszystkie strony w
poziomej prawie warstwie, natomiast z
miejsca lezacego nieco nizej od poprzednie-
go rozpylacza wprowadza mata cze§é rod-
ka odparowywujacego i rozposciera go ré6w-

' niez na wszystkie strony w plaszczyznie

mozliwie réwnolegtej do utworzonej war-
stwy cieczy. Mala czeéé srodka odparowy-

wujacego rozpoéciera sie celowo ponad war- .

stwa, rozpylenej cieczy, ktéra w ten sposéb
dostaje si¢ pomiedzy dwie réwnolegle war-
stwy $rodka odparowywujacego. Wreszcie
trzecia, najwicksza cze$§é srodka odparo-
wywujacego wprowadza sie do komory pa-
rowania zdotu, przyczem najlepszy sposéb
wprowadzania tej cze§ci §rodka czynnego
jest taki, ze wchodzi on pod réwnolegle
warstwy rozpylonej cieczy i powietrza, wy-
pelnia caly przekréj komory parowania i
wznosi si¢ wgore Srubowo wijaca sie war-
stwa, oraz w przeciwpradzie wzgledem war-
stwy rozpylonej cieczy, a kiedy ja przenik-
nie, to opuszcza przestrzen parowania gora.

Zalety tej metody sa nastepujace: te
czastki érodka odparowywujacego, ktére
wchodza w warstwy réwnolegle stykaija sie
natychmiast z czastkami cieczy i zapewnia-
ja ich réwnomierne rozposcieranie sie, zapo-

‘biegajac tworzeniu ‘si¢ wiréw i powodujac

czedciowo parowanie; réwnolegle prady roz-
pylonej cieczy i érodka czynnego sa tez
przyczyna, ze poszczegolne czastki cieczy,
ktére opuszcza, przepisana droge wracaja
do niej zpowrotem pod dziataniem $rodka

czynnego; . réwnomierne rozposcieranie sig

rozpylonej cieczy zapobiega réwniez lacze-
niu si¢ mniejszych czastek w wigksze kro-
ple, co mialoby miejsce, gdyby mogly po-
wstawaé wiry i gdyby czastki nier6wnej
wielkoéci mialy réine kierunki predkosci;
réwnomierne rozposcieranie sie¢ rozpylonej
cieczy ulatwia parowanie i przenikanie §rod-
ka czynnego, doprowadzanego przeciwpra-
dem zdolu; oprécz tego - ogolny rozkiad
srodka odparowywujacego jest taki, ze war-
stwa rozpylonej cieczy opiera si¢ na jego
warstwie, majac taka sile ncéna, ze niema
obawy, aby warstwa cieczy mogla si¢ prze-
rwac, » '

Wprowadzanie wigkszej czesci $§rodka
czynnego od dotu i przeciw pradowi war-
stwy rozpylonej cieczy mozna rozmaicie u-
skutecznié, Mozna np. zastosowaé wkladke
wiezowa, umieszczona, w Srodku, tak, ze
$rodek czynny, wychodzac z niej energicz-
aie, uderza pod katem prostym w warstwe
rozpylonej cieczy i przenika ja w calej roz-
ciagliwosci. $rodek czynny, obciazony pa-
rami lotnych sktadnikéw przerabianej cie-
czy, odprowadza si¢ w gornej czeéci komo-
ry parowanmia. Na dofaczonych rysunkach
przedstawiono przykltady wykonania obu
opisanych odmian wynalazku.

Na fig. 3 przedstawiono pionowy, a na
fig. 4 poziomy przekréj wyparnika, w kt6-
rym wieksza czesé srodka odparowywuja-
cego wznosi si¢ z wirtjacemi warstwami,
ktére wypelniaja caly poziomy przekréj ko-
mory parowania. Cylindryczna komora pa-
rowania 8 posiada plaszcz 9'i podstawe 10.
Na $rodku podstawy 10 znajduje sie wie-
zyczka 11 diwigajaca odrzutnice 12, ktéra
rozpyla ciecz na wszystkie strony. Ciecz te
doprowadza sie¢ przez lejek 13 i rure 14.
Mniejsza czeéé érodka cdparowywujacego,
ktéry ma sie rozpoéciera¢ réwnolegle do
poziomej warstwy rozpylonej cieczy, dopro-
wadza sie pier$cieniowemi szczelinami 15 i
16 do kemory parowania. Do dolnej szcze-
liny 15 dostaje sie $rodek czynny przez wie-
zyczke 11, a do szczeliny 16 rura 17. Kanal



18 odprowadza $rodek czynny, obcigzony
parami lotnych skladnikéw obrabianej cie-
czy. Gléwna cze§é srodka czynnego dopro-
wadza sie plaskiemi przewodami 19 z szcze-
Iinowemi wylotami 20. Latwo zrozumieé, ze
wskutek takiego doprowadzania $rodka
czynnego, zmusza go sie¢ do wplywania war-
stwami wypelniajacemi poziomy przekréj
komory  parowania, ktérej cylindryczny
ksztalt zmusza érodek czynny do wznosze-
nia si¢ do wylotu 18 ruchem krazacym.
Strzatki, umieszczone na fig. 4, uwidoczniaja
kierunki ruchu ré2nych partyj srodka czyn-
nego. Strzaltki przy 15 i 16 oznaczaja kieru-
nek pradu rozpylonej cieczy i réwnoleglych
pradéw malej ilesci srodka czynnego. Wi-
daé stad, ze kierunek ten zmusza rozpylona
ciecz de spotykania si¢ pod prostym katem
z krazacemi warstwami gléwnej czesci rod-
ka odparowywujacego. Fig. 5 przedstawia
pionowy przekréj urzadzenia, w ktérem
glowna czeséé srodka odparowywujacego u-
chodzi 2z czesci doprowadzajacej, umie-
szczonej w $rodku, i przeplywa przez ko-
more parowania w taki sposéb, ze w kazdem
miejscu uderza i przenika warstwe rozpylo-
nej cieczy od dolu pod katem prostym.
Urzadzenie komory parowania, uklad
odrzutnicy, doprowadzenie mniejszej czesci
srodka odparowywujacego i jego odprowa-
dzanie po zuzyciu, odbywa sie écisle tak sa-
me jak w urzadzeniach podtug fig. 3 i 4.
Glowna czeéé¢ srodka czymnego wchodzi
do komory parowania otworami, ktére sa
rozmiesaczone wokolo wstawki 11.

Zastrzezenia patentowe,

1. Sposéb  odparowywania lotnych
skladnikéw roztworéw, emulsyj, zawiesin

zapemocy gazowego érodka. odparowywuija-
cego w ten spos6b, ze przerabiana ciecz
wprowadza sie przez rozpylacz, umieszczo-
ny w samym sSrodku lub w jego bliskosci,
do komery parowania o koowej lub wielo-
bocznej podstawie, gdzie ciecz rozpyla sie

na wszystkie strony w kierunku poziomym
lub prawie poziomym, znamienny tem, 2e
gazowy $rodek odparowywujacy wchodzi
warstwa wypelniajaca, w zasadzie, caly po-
ziomy przekréj komory -parowania i wznosi
sie, krazac po linji §rubowej oraz przenika-
jac w przeciwpradzie warstwe rozpylone]
cieczy obrabianej, poczem ponad warstwa
uchodzi z komory parowania.

2. Sposob wedlug zastrz. 1, znamienny
tem, ze plynny materjal rozposciera si¢ w
jednej poziomej warstwie, lezacej pod, po-
nad lub pcmiedzy dwoma réwnoleglemi
warstwami mniejszej czesci srodka odparo-
wywujacego, podczas gdy wieksza czesé u-
zytego $rodka odparowywujacego jest do-
prowadzana do rczpylonej cieczy od dotu
i przenika ja. '

3. Sposéb wedlug zastrz, 1 i 2, zna-
mienny tem, ze przerabiana ciecz rozposcie-
ra si¢ pod albo ponad jedna tylko warstwe,
lub pomiedzy dwoma réwnoleglemi war-
stwami mniejszej czesci srodka odparowy-
wujacego, podczas gdy wieksza jego czesé
wchodzi 1 wznosi sie ku rozpylonej cieczy
krazacemi warstwami oraz przenika ja
przeciwpradem,

4. Sposéb cdparowywania lotnych
skladnikéw roztworéw, emulsyj i zawiesin,
wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tem, zZe
przerabiang ciecz rozpyla sie zapomocy od-
rzutnicy na wszystkie strony, w poziomej
lub prawie poziomej warstwie, rozposciera-
jac ja pod lub ponad jedna warstwa, albo
pomiedzy dwoma réwnoleglemi warstwami
mniejszej czesci srodka odparowywijacego,
podczas gdy wieksza czesé uzytego srodka
odparowywujacego wprowadza sie do ko-
mory parowania od dolu i w ten sposéb, ze
ten dochodzi do warstwy rozpylonej cieczy -
najkroétsza droga i przechodzi przez nia ped
katem prostym,

5. Urzadzenie do przeprowadzenta
sposobu wedlug zastrz. 1, znamiennme tem,
ze szezelinowe kanaly doprowadzajace sro-
dek odparowywujacy wchodza w ten spo-



s6b do komory parowania, ze ich osie prze-
biegaja koncentrycznie wzgledem podstawy
komory i sa skierowane najlepiej wgoére.
6. Urzadzenie do przeprowadzenig
sposcbu wedtug zastrz, 1, 2 i 3, znamienne
tem, ze w $rodku dolnej czesci komory pa-
rowania znajduje sie wiezowa wstawka,
dzwigajaca odrzutnice i posiadajaca pod
cdrzutnica, piericieniowa szczeling do po-
ziomego rozpodcierania mniejszej czesci
srodka cdparcwywujacego, podczas gdy z
géornegc zamkniecia komory parowania
wchodzi w tym samym celu rura, zaopa-
trzona réwniez w pierscieniowy otwor wy-
lotowy, lezacy bliske ponad odrzutnica, na-
tomiast do wprowadzania wiekszej czesci
érodka cdparowujacego stuza dwa ptaskie
kanaly, skierowane nieco wgore i zaopa-
trzone w szczeliny wylotowe, podczas ¢gdy
przerabiana ciecz wprowadza si¢ do odrzut-
nicy zgéry zapomoca rury, a zuzyty srodek
cdparowywujacy odplywa z komory paro-
wania przez otwér w goérnem jej zamknigciu,

7. Urzadzenie do przeprowadzenia
sposobu wedtug zastrz. 1, 2 i 4, znamienne.
tem, ze w $rodku dolnej czesci komory pa-
rowania znajduje si¢ wiezowa wstawka,
dzwigajaca odrzutnice i zaopatrzoena pod
odrzutnica czesciowo w otwory wylotowe,
wprowadzajace §rodek odparowywujacy do

" warstwy rozpylonej cieczy od dotu i pod

katem, a czeéciowo w otwory wylotowe, roz-
poscierajace $rodek odparowywujacy war-
stwa, réwnolegla, i lezaca ponizej warsiwy
rozpylonej cieczy, natomiast do doprowa-
dzania malej czesci $§rodka odparowywuja-
cego i rozpoScierania go w pozioma war-
stwe ponad warstwa rozpylonej cieczy stu-
zy rura, zaopatrzona w stosownie skierowa-
ny wylet i lezaca doktadnie lub w przybli-
Zeniu w miejscu osi komory parowania.

Rappold & Volk
Aktiengesellschaft.
Zastepca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.
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